Expozice sita

vybér spravného
systému
expozice

zivotnost Sablony. Vybér spravného systému expozice je stejné dllezity, takze tento Privodce
vam poskytne zakladni rady pomahajici vybrat nejlepsi systém, ktery splni vase pozadavky.

Faktory, které je treba zvazit pri vybéru systému expozice:

Kvalita UV svétla — fotoSablony Diazo, Dual Cure a Photopolymer jsou citlivé pouze na
ultrafialové svétlo s vinovou délkou od 320 do 430 nanometru. Je velmi dulezité vybrat zdroj
svétla, ktery ma spektralni vystup v tomto rozsahu. Vyhybejte se zdrojim svétla, které
produkuji velké mnozstvi infraCerveného (IR) svétla, protoze jejich tepelnd energie rychle
zpusobi polymeraci. Pokud méate pochyby, zkontrolujte spektralni vystup vybojky u vyrobce
zarizeni a ovéite, zda je kompatibilni s Sablonovymi materialy.

zdroj UV zafeni, tim Ize lampu umistit do vétSi vzdalenosti od Sablony.

Dobra rada: Vykon UV zafi€u se vlivem pouzivani snizuje, proto
vybojku vzdy pravidelné vyménujte v souladu s doporucenimi
vyrobce.

Vzdalenost od Sablony - vzdalenost od vybojky k Sabloné ma
zasadni vliv na dobu expozice. Intenzita svéta se velmi snizuje se
zmeénou vzdalenosti od sita. Napfiklad expozic¢ni ¢as 30 sekund
ze vzdalenosti 1,0 metru se zvySi na 900 sekund, pokud je zafi¢
umistén ve vzdalenosti 2,0 metry. Dulezité je, Zze ¢im dale mlzete
umistit zdroj svétla od sita, tim mensi ,podexpozice“ bude na
okrajich motivu.

Uhel svétla - idealn& musi svétlo dopadat na $ablonu
(pozitiv) kolmo, pod dhlem 90°, aby nedochazelo k
.podexpozici‘ motivu. Vezméte viak na védomi, ze ¢im
bude lampa blize k situ, tim ostfej$i Uhel bude svirat w e w .
dopadajici svétlo s okraji motivu. Nakonec velikost sita T
a pozadovana kvalita tisku ur¢i optimalni vzdalenost,
kterou byste méli pouzit.

NejlepsSi kompromis:

Dobrou variantou konvenéni expozice Sablon Diazo a Dual Cure, napfiklad Capillex 25 a
PLUS 8000 atd., do velikosti sita 1 m?, predstavuje 5 kW MH vybojka ,Diazo“, dotovana
jodidem galia (vinové délky 365, 405 a 418 nm) umisténou ve vzdalenosti 1,5 metru. U sit
vétSich nez 1 m? muze byt vyZzadovana vykonnéj$i lampa z vétsi vzdalenosti.



Pokud pouzijete vyhradné fotopolymerové Sablony, napfiklad PLUS 9000, lze pouzit
specifickou ,Fotopolymerovou“ vybojku dotovanou jodidem Zzeleza, jelikoz vyzafuje kratSi
vinové délky nez vybojka ,Diazo“ dotovana jodidem galia. ,Fotopolymerova“ vybojka ma
obvykle ma vyss$i vykon v rozsahu UV 360 - 380 nm. Pokud pouzivate rlizné Sablony Diazo,
Dual Cure a Photopolymer, pak je nejlep§im kompromisem univerzalni vybojka.

Dalsi faktory, které je treba vzit v avahu

Sit'ovina — barvena (antihala¢ni) tkanina zastavi velké mnozstvi odrazu svétla / refrakce
béhem expozice a poskytuje lepsi rozliSeni pfi optimalni expozici. Muze byt vSak nutné
prodlouzit dobu expozice az 0 100 % v porovnani s bilou tkaninou.

Vakuové ramy — dulezité je, aby vakuovy ram zajiStoval dokonaly kontakt mezi diapozitivem
a Sablonou vrstvou. Dobré vakuum a utésnéni je tedy velmi dulezité.

Dobra rada: Pokud pouzijete volné stojici systém
expozice, natfete stény na ¢erno pro omezeni nechténych
odrazu svétla, které by mohly zpusobit ,podsviceni*.

Diapozitiv — kvalita pouzitého diapozitivu ma vyznamny
vliv na kvalitu koneéného tisku, jelikoz jakakoliv pilovitost
nebo nedokonalosti budou reprodukovany do S$ablony.
Doporu€ujeme vyuzivat pouze kvalitni diapopzitivy s
vysokym rozliSenim, které jsou v dokonalém se
Sablonovou vrstvou. Jinak pfijdete o rozliSeni.

Davejte také pozor pfi pouzivani levnych diapozitivl z inkoustovych nebo laserovych tiskaren.
Ty ale vykazuji dost €asto nizkou hustotu UV/Blue (denzitu). Aby nedoSlo k expozici skrz tento
nedokonaly diapozitiv, je nutné zkratit expozici. Tim ale dochazi k nedostateCné expozici
Sablony.

Dobra rada: Diapozitivy vytvarené inkoustovou technologii se mohou, zvySovanim denzity
tiskem, pfilepit béhem expozice ve vakuovém ramu k emulzi.

Z pocitace na sito

V sou€asné dobé jsou k dispozici dva hlavni systémy pfimé expozice Sablon z pocitate na
sito (CTS).

0) pfima digitalni expozice sita pomoci UV svétla a
(i) digitalni nanaseni UV rezistentniho materialu pfimo na sito s naslednou UV
expozici.

V ramci téchto skupin jsou k dispozici tyto systémy pfimé , které se liSi zdrojem zafeni.



- klasické UV zafeni distribuované DMD ¢€ipem (systém zrcatek)
- laserovy zdroj UV
- LED zdroj zafeni

Volba systému bude zaviset na velikosti sit, poctu sit nutnych za hodinu, detailech tisku a
pozadované odolnosti sit.

Je také dulezité sladit vasi svétlocitlivou vrstvu se systémem pfimé expozice, abyste ziskali
optimalni vysledek. Obecné, vétsinu fotoSablon Diazo nebo Dual Cure (napf. PLUS 6000
nebo 7000) muzete pouzit pro malé a stfedné velké aplikace, ale pro velké sita bude
pravdépodobné nutné pouzit fotopolymerni emulze s ultrarychlou expozici (napfiklad PLUS
MIDI).

Shrnuti

Neexistuje zadny univerzalni systém expozice, ktery bude vyhovovat vSem aplikacim.
Pozadavky na tvorbu Sablon pro pouziti v dotykovych panelech se znacné liSi od téch, které
jsou urcené pro tisk obfich vlajek nebo baneru. Peclivé zvazte vSechny vySe uvedené faktory

a odolnosti vytvarenych sitotiskovych Sablon.
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